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Плазменная технология используется для: очистки и обработки поверхностей, улучшения адгезии покрывающих материалов и др. Плазменная обработка способна модифицировать свойства поверхностей за счёт формирования на плоскости объекта слоев «плёнки» с определенными химическими свойствами. 

В лаборатории кафедры «Электронные технологии в машиностроении» МГТУ им.Н.Э.Баумана исследовали плазменную обработку образцов силикона и ситалла в среде аргона. Процесс проводили при рабочем давлении – 300 мТорр, мощности – 350 Вт, значение молекул аргона – 300 моль. Подложки из силикона подвергали воздействию плазмы на протяжении 30, 60, 90 и 120 минут, а из ситалла – 5, 10, 20 и 30 минут [1]. 
Измерения топологии полученных образцов проводили на атомно-силовом микроскопе SolverNEXT. АСМ–сканирование образцов силикона показало, что глубина травления варьируется от 125 до 170 нм, а средняя шероховатость образцов в области травления увеличилась от 41 до 58 нм в зависимости от времени обработки (рисунок 1а). Для образцов ситалла установлено (рисунок 1б), что средняя шероховатость очищенного от физических загрязнений образца уменьшилась до 4 нм в зависимости от времени обработки. 
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	Сканы образцов и зависимости шероховатости необработанной (вверху) и обработанной (внизу) поверхностей силикона (а) и ситалла (б)


Полученная структура образцов из силикона может являться результатом окисления при температурах выше 180°С, так как метильные радикалы постепенно отщепляются, а при температуре свыше 250 °С происходит медленное превращение полимера в мономер – наблюдается процесс деполимеризации. 

После обработки ситалла о существенных изменениях в показателях шероховатости говорить нельзя. Следует отметить, что плазменная обработка до 20 минут поверхности ситалла в Ar хорошо очищает поверхность. Об этом свидетельствуют проведенные исследования поверхности ситалла до и после обработки методом угла смачивания.
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